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요약

본 발명의 목적은 얇고 경량인 동시에 내구성을 가지는 편광판, 및 신뢰성이 우수하고 모바일 용도의 액정표시장치를

형성할 수 있는 광학 부재를 제공하는 것이다. 본 발명에 따르면, 편광 필름의 적어도 편면에 에폭시수지를 주성분으

로 함유하는 보호막을 포함하는 편광판이 제공된다. 이 편광판은 편광 필름의 적어도 편면에 미경화 에폭시수지 조성

물을 도포한 후, 상기 조성물을 경화하여 보호막을 형성하는 방법에 의해 제조될 수 있다. 또한, 상기 편광판과 그외 

광학 기능을 나타내는 광학층의 적층체를 포함하는 광학 부재가 제공되며, 또한, 액정 셀의 편측 또는 양측에 배치되

는 광학 부재를 포함하는 액정표시장치가 제공된다.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 얇고 경량이며, 휴대전화에 사용되는 액정표시장치 등을 형성하는데 적당한 편광판 및 그 제조방법에 관한

것이다. 또한, 본 발명은 편광판을 사용하는 광학부재 및 액정표시장치에 관한 것이다.

편광판은 액정표시장치에 대한 편광 공급소자 및 편광 검출소자로서 널리 사용되고 있다. 이러한 편광판으로서, 트리

아세틸셀룰로오스로 이루어진 보호막이 접착된 폴리비닐알콜로 이루어진 편광 필름이 종래로부터 사용되고 있다. 그
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러나, 최근에, 노트형 퍼스널컴퓨터 및 휴대전화 등의 이동기기 내의 액정표시장치의 발전에 따라, 얇고 경량인 편광

판이 요구된다. 또한, 이동기기는 휴대성으로 인해 여러 장소에서 사용되기 때문에, 내구성의 향상도 요구된다.

그러나, 편광 필름에 트리아세틸셀룰로오스로 이루어진 보호막을 접착하는 종래의 방법에 있어서, 제조공정시 취급성

및 내구성의 관점에서, 보호막의 두께를 20㎛ 이하로 하는 것은 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 예컨대, JP200

0-199819A에는, 친수성 중합체로 이루어진 편광 필름의 적어도 편면에 환상 폴리올레 핀 용액을 도포하고, 그것을 

건조함으로써, 얇고 양호한 내구성을 가진 보호막을 형성하는 방법이 개시되어 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 얇고 경량인 동시에 내구성을 가지는 편광판, 및 신뢰성이 우수하고 모바일 용도의 액정표시장치를

형성할 수 있는 광학 부재를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

즉, 본 발명에 따르면, 편광 필름의 적어도 편면에 에폭시수지를 주성분으로서 함유하는 보호막을 갖는 편광판이 제

공된다. 이 편광판은 편광 필름의 적어도 편면에 미경화 에폭시수지 조성물을 도포하고, 상기 조성물을 경화하여 보

호막을 형성하는 방법에 의해 제조될 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 편광판과 편광 기능 이외에 다른 광학 기능을 

나타내는 광학층의 적층체를 포함하는 광학 부재가 제공되며, 또한, 액정 셀의 편측 또는 양측에 배치되는 광학 부재

를 포함하는 액정표시장치가 제공된다.

(실시형태)

이하, 본 발명에 대하여 구체적으로 설명한다. 편광 필름으로서, 이색성 색소가 흡착 배향된 폴리비닐알콜 필름이 일

반적으로 사용된다. 편광 필름을 구성하는 폴리비닐알콜은 폴리비닐아세테이트를 비누화함으로써 얻어진다. 폴리비

닐아세테이트의 예로서는 비닐아세테이트의 단독중합체인 폴리비닐아세테이트, 비닐아세테이트 및 그것과 공중합될

수 있는 다른 단량체의 공중합체 등이 예시된다. 비닐 아세테이트와 공중합되는 다른 단량체의 예로서는 불포화 카르

복실산류, 올레핀류, 비닐에테르류, 불포화 술폰산류 등이 예시된다. 폴리비닐알콜의 비닐화도는 통상 85∼100mol%

정도, 바람직하게는 98∼100mol% 정도의 범위이다. 폴리비닐알콜은 더욱 변성되어 있어도 좋으며, 예컨대, 알데히

드와 변성된 폴리비닐포르말 또는 폴리비닐아세탈 등이 사용되어도 좋다. 폴리비닐알콜의 중합도는 통상 1,000∼10,

000 정도, 바람직하게는 1,500∼10,000 정도의 범위이다.

편광 필름은 폴리비닐알콜 필름을 일축 연신하는 공정, 폴리비닐알콜 필름에 이색성 색소를 흡착시키는 공정, 이색성

색소가 흡착된 폴리비닐알콜 필름을 붕산 수용액으로 처리하는 공정, 붕산 수용액으로 처리한 후 상기 필름을 물로 

세정하는 공정, 및 이들 공정에 의해 이색성 색소가 흡착 배향된 폴리비닐알콜의 일축 연신된 필름 상에 보호막을 형

성하는 공정을 포함하는 방법에 의해 제조된다. 일축 연신은 이색성 색소로 염색하기 전에 수행되어도 좋으며, 이색성

색소로 염색과 동시에 수행되어도 좋고, 또는 이색성 색소로 염색한 후에 수행되어도 좋다. 일축 연신이 이색성 색소

로 염색한 후에 수행되는 경우, 이 일축 연신은 붕산 처리 전에 수행되어도 좋으며, 붕산 처리 중에 수행되어도 좋다. 

또한, 이들 복수의 단계에서 일축 연신이 수행되어도 좋다. 일축 연신을 수행하기 위해, 필름을 서로 다른 주변속도를 

갖는 롤 사이에서 일축 연신하여도 좋고, 핫롤(hot roll)을 사용하여 일축 연신하여도 좋다. 또한, 일축 연신은 대기중

에서 수행되는 건식 연신이어도 좋으며, 필름이 용제에 의해 팽윤된 상태로 수행되는 습식 연신이어도 좋다. 연신비는

4∼8배 정도이다.

폴리비닐알콜 필름을 이색성 색소로 염색하는 방법은, 예컨대, 폴리비닐알콜 필름을 이색성 색소를 함유하는 수용액

에 침적하여도 좋은 방법이 예시된다. 이색성 색소로서, 요오드 또는 이색성 염료를 사용하여도 좋다.

이색성 색소로서 요오드를 사용할 경우, 폴리비닐알콜 필름을 염색하는 바람직한 방법은 요오드 및 요오드화칼륨을 

함유하는 수용액에 상기 필름을 침적하는 방법이다. 수용액내의 요오드의 함유량은 물 100중량부 당 0.01∼0.5중량

부 정도이고, 요오드화칼륨의 함유량은 물 100중량부 당 0.5∼10중량부 정도이다. 수용액의 온도는 통상 20∼40℃ 

정도이고, 이 수용액내의 침적시간은 통상 30∼300초 정도이다.

한편, 이색성 색소로서 이색성 염료를 사용하는 경우, 폴리비닐알콜 필름을 염색하는 바람직한 방법은 수용성 이색성

염료를 함유하는 수용액에 상기 필름을 침적하는 방법이다. 이 수용액내의 이색성 염료의 함유량은 통상 물 100중량

부 당 1 ×10 -3 ∼1 ×10 -2 중량부 정도이다. 수용액은 황산나트륨 등의 무기염을 함유하여도 좋다. 이 경우의 염색

온도(염료 수용액의 온도)는 통상 20∼80℃ 정도이고, 이 수용액내의 침적시간은 통상 30∼300초 정도이다.



공개특허 10-2004-0073323

- 3 -

이색성 색소로 염색한 후 붕산에 의한 처리는 염색된 폴리비닐알콜 필름을 붕산 수용액내에 침적함으로써 수행된다. 

붕산 수용액내의 붕산의 함유량은 물 100중량부 당 통상 2∼15중량부 정도, 바람직하게는 5∼12중량부 정도이다. 

이색성 색소로서 요오드를 사용하는 경우, 이 붕산 수용액이 요오드화칼륨을 함유하는 것이 바람직하다. 붕산 수용액

내의 요오드화칼륨의 함유량은 물 100중량부 당 통상 2∼20중량부 정도이고, 바람직하게는 5∼15중량부 정도이다. 

붕산 수용액내의 침적시간은 통상 100∼1,200초 정도이고, 바람직하게는 150∼600초 정도이고, 더욱 바람직하게는

200∼400초 정도이다. 붕산 수용액의 온도는 통상 50℃ 이상이고, 바람직하게는 50∼85℃이다.

붕산에 의한 처리후 폴리비닐알콜 필름은 세정 처리가 수행된다. 세정 처리는 예컨대, 붕산 처리된 폴리비닐알콜 필

름을 물 속에 침적함으로써 수행된다. 세정 처리시 물의 온도는 5∼40℃ 정도이고, 침적시간은 2∼120초 정도이다. 

세정후, 필름을 건조 처리하여 편광 필름을 얻는다. 건조 처리는 열풍 건조기 또는 원적외선 히터를 사용하여 수행되

어도 좋다. 건조 온도는 통상 40∼100℃이다. 건조 처리 시간은 통상 120∼600초 정도이다.

그리하여, 폴리비닐알콜 필름에 이색성 색소가 흡착 배향된 편광 필름을 제조할 수 있다. 이 편광 필름의 적어도 편면

에 보호막을 형성하여 편광판을 얻는다. 본 발명에 있어서, 보호막은 투명성, 접착 강도, 기계적 강도, 열안정성, 내수

성 등이 우수한 에폭시수지를 주성분으로 함유하는 수지 조성물을 도포하고, 상기 조성물을 경화시키는 방법에 의해 

형성된다. 상기 방법에 의해 편광판이 제조될 경우, 편광 필름이 보호막 형성시에 열 또는 활성 에너지선의 영향을 적

게 받는 관점에서, 폴리비닐알콜 필름에 이색성 염료가 흡착 배향된 편광 필름 등의 염료계 편광 필름이 바람직하게 

사용된다. 본 발명은 요오드계 편광 필름에도 유사하게 적용될 수 있다. 본 발명에 사용되는 에폭시수지란 분자내에 

평균 2개 이상의 에폭시기 를 가지며 반응에 의해 경화되는 화합물을 말한다. 이 분야에서는, 분자내에 2개 이상의 에

폭시기를 가진다면 단량체라도 에폭시수지라고 불린다.

본 발명에 있어서, 내후성, 굴절률, 양이온 중합 등의 관점에서, 분자내에 방향환을 함유하지 않는 에폭시수지를 주성

분으로 사용하는 것이 바람직하다. 분자내에 방향환을 함유하지 않는 이러한 에폭시수지의 예로서는 수소화 에폭시

수지, 지환식 에폭시수지, 지방족 에폭시수지 등이 예시된다.

수소화 에폭시수지는 촉매 존재하에 가압하에 방향족 에폭시수지에서 방향환의 선택적 수소화반응에 의해 얻어질 수

있다. 방향족 에폭시수지의 예로서는, 비스페놀A의 디글리시딜에테르, 비스페놀F의 디글리시딜에테르, 및 비스페놀S

의 디글리시딜에테르 등의 비스페놀형 에폭시수지; 페놀 노볼락 에폭시수지, 크레졸 노볼락 에폭시수지, 및 히드록시

벤즈알데히드페놀 노볼락수지 등의 노볼락형 에폭시수지; 테트라히드록시페닐메탄의 글리시딜에테르, 테트라히드록

시벤조페논의 글리시딜에테르, 에폭시화 폴리비닐페놀 등의 다관능형 에폭시수지 등이 예시된다. 수소화 비스페놀A

의 글리시딜에테르를 사용하는 것이 바람직하다.

지환식 에폭시수지는 하기 식으로 나타낸 바와 같이 분자내에 지환식 환에 결합된 에폭시기를 적어도 하나 가지는 화

합물이다.

(여기서, m은 2∼5의 정수를 나타낸다.)

이 식에서 (CH 2 ) m 내의 하나 또는 복수의 수소원자를 제거함으로써 얻어지는 기가 방향환이 없는 다른 화학 구조

에 결합된 화합물은 지환식 에폭시수지이다. 또한, 지환식 환의 수소가 메틸기 및 에틸기 등의 직쇄상 알킬기로 치환

되어도 좋다. 옥사비시클로헥산 환(상기 식에서 m=3) 또는 옥사비시클로헵탄 환(상기 식에서 m=4)을 갖는 화합물을

사용하는 것이 바람직하다. 지환식 에폭시수지의 구조는 다음과 같지만, 그 구조가 이들 화합물에 한정되는 것은 아

니다.

(1) 하기 식(I)에 상당하는 에폭시시클로헥실메틸 에폭시시클로헥산카르복실레이트류:

(여기서, R 1 및 R 2 는 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타낸다.)
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(2) 하기 식(II)에 상당하는 알칸디올 에폭시시클로헥산카르복실레이트류:

(여기서, R 3 및 R 4 는 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직 쇄상 알킬기를 나타내고, n은 2∼20

의 정수를 나타낸다.)

(3) 하기 식(III)에 상당하는 디카르복실산 에폭시시클로헥실메틸 에테르류:

(여기서, R 5 및 R 6 은 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타내고, p는 2∼20의

정수를 나타낸다.)

(4) 하기 식(IV)에 상당하는 폴리에틸렌글리콜 에폭시시클로헥실메틸 에테르류:

(여기서, R 7 및 R 8 은 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타내고, q는 2∼10의

정수를 나타낸다.)

(5) 하기 식(V)에 상당하는 알칸디올 에폭시시클로헥실메틸 에테르류:

(여기서, R 9 및 R 10 은 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직 쇄상 알킬기를 나타내고, r은 2∼20

의 정수를 나타낸다.)

(6) 하기 식(VI)에 상당하는 디에폭시트리스피로 화합물:

(여기서, R 11 및 R 12 는 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타낸다.)

(7) 하기 식(VII)에 상당하는 디에폭시모노스피로 화합물:
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(여기서, R 13 및 R 14 는 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타낸다.)

(8) 하기 식(VIII)에 상당하는 비닐시클로헥센디에폭시드류:

(여기서, R 15 는 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타낸다.)

(9) 하기 식(IX)에 상당하는 에폭시시클로펜틸 에테르류:

(여기서, R 16 및 R 17 은 각각 독립적으로 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타낸다.)

(10) 하기 식(X)에 상당하는 디에폭시트리시클로데칸류:

(여기서, R 18 은 수소원자 또는 탄소수 1∼5를 갖는 직쇄상 알킬기를 나타낸다.)

이들 중에서, 적당한 지환식 에폭시수지로서는 하기의 것이 예시된다:

7-옥사비시클로[4.1.0]헵탄-3-카르복실산과 (7-옥사-비시클로[4.1.0]헵트-3-일)메탄올의 에스테르[식(I)에서 R 
1 =R 2 =H인 화합물],

4-메틸-7-옥사비시클로[4.1.0]헵탄-3-카르복실산과 (4-메틸-7-옥사-비시클로[4.1.0]헵트-3-일)메탄올의 에스

테르[식(I)에서 R 1 =4-CH 3 , R 
2 =4-CH 3 인 화합물],

7-옥사비시클로[4.1.0]헵탄-3-카르복실산과 1,2-에탄디올의 에스테르[식(II)에서 R 3 =R 4 =H, n=1인 화합물],

(7-옥사비시클로[4.1.0]헵트-3-일)메탄올과 아디프산의 에스테르[식(III)에서 R 5 =R 6 =H, p=2인 화합물],

(4-메틸-7-옥사비시클로[4.1.0]헵트-3-일)메탄올과 아디프산의 에스테르 [식(III)에서 R 5 =4-CH 3 , R 
6 =4-C

H 3 , p=2인 화합물],

(7-옥사비시클로[4.1.0]헵트-3-일)메탄올과 1,2-에탄디올의 에스테르 [식(V)에서 R 9 =R 10 =H, r=1인 화합물].

지방족 에폭시수지는 지방족 다가 알콜 또는 그 알킬렌 산화물 부가물의 폴리글리시딜 에테르이다. 그 예로서는 1,4-

부탄디올의 디글리시딜 에테르, 1,6-헥산디올의 디글리시딜 에테르, 글리세린의 트리글리시딜 에테르, 트리메틸올프

로판의 트리글리시딜 에테르, 폴리에틸렌글리콜의 디글리시딜 에테르, 프로필렌글리콜의 디글리시딜 에테르, 에틸렌

글리콜, 프로필렌글리콜 및 글리세린 등의 지방족 다가 알콜에 1종 이상의 알킬렌 산화물(에틸렌 산화물 또는 프로필
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렌 산화물)을 부가함으로써 얻어지는 폴리에테르 폴리올의 폴리글리시딜 에테르 등이 예시된다.

이들 에폭시수지는 단독으로 사용하여도 좋으며, 또는 복수의 에폭시수지를 혼합하여 사용하여도 좋다.

본 발명에 사용되는 에폭시수지의 당량은 통상 30∼3,000g/당량, 바람직하게는 50∼1,500g/당량이다. 에폭시수지의

당량이 30g/당량 미만이면, 경화후 보호막의 가요성이 저하될 수도 있고, 또는 접착 강도가 저하될 수도 있다. 한편, 

에폭시 수지의 당량이 3,000g/당량을 초과하면, 다른 성분과의 상용성이 저하될 수도 있다.

본 발명에 있어서, 반응성의 관점에서, 에폭시수지를 경화하는 반응으로서 양이온 중합을 사용하는 것이 바람직하다.

그러므로, 수지 조성물에 양이온 중합개시제를 배합하는 것이 바람직하다. 양이온 중합개시제는 가시광선, 자외선, X

선 및 전자선 등의 활성 에너지선의 조사 또는 가열에 의해 양이온종 또는 루이스산을 발생시킴으로써, 에폭시기를 

중합하는 반응을 개시한다. 어떤 종류의 양이온 중합개시제라도 잠재성이 부여되어 있는 것이 작업성의 관점에서 바

람직하다.

활성 에너지선의 조사에 의해 양이온종 또는 루이스산을 발생시키는 광 양이온 중합개시제가 사용될 경우, 실온에서 

보호막을 형성할 수도 있고, 보호막을 양호하게 접착할 수 있다. 또한, 광 양이온 중합개시제는 빛의 조사에 의해 촉매

로서 작용하기 때문에, 에폭시수지에 혼합되더라도 보존 안정성 및 작업성이 우수하다. 광 양이온 중합개시제의 예로

서는 방향족 디아조늄염, 방향족 요오드늄염 및 방향족 술포늄염 등의 오늄염, 및 철-알렌 착체 등이 예시된다.

방향족 디아조늄염으로서는 벤젠디아조늄 헥사플루오로안티모네이트, 벤젠디아조늄 헥사플루오로포스페이트, 벤젠

디아조늄 헥사플루오로보레이트 등이 예시된다.

방향족 요오드늄염으로서는 디페닐요오드늄 테트라키스(펜타플루오로페닐)보레이트, 디페닐요오드늄 헥사플루오로

포스페이트, 디페닐요오드늄 헥사플루오로안티모네이트, 디(4-노닐페닐)요오드늄 헥사플루오로포스페이트 등이 예

시된다.

방향족 술포늄염으로서는 트리페닐술포늄 헥사플루오로포스페이트, 트리페닐술포늄 헥사플루오로안티모네이트, 트

리페닐술포늄 테트라키스(펜타플루오로페닐)보레이트, 4,4'-비스[디페닐술포니오]디페닐술피드 비스헥사플루오로

포스페이트, 4,4'-비스[디(β-히드록시에톡시)페닐술포니오]디페닐술피드 비스헥사플루오로안티모네이트, 4,4'-비

스[디(β-히드록시에톡시)페닐술포니오]디페닐술피드 비스헥사플루오로포스페이트, 7-[디(p-톨루일)술포니오]-2

-이소프로필티옥산톤헥사플루오로안티모네이트, 7-[디(p-톨루일)술포니오]-2-이소프로필티옥산톤테트라키스(펜

타플루오로페닐)보레이트, 4-페닐카르보닐-4'-디페닐술포니오-디페닐술피드 헥사플루오로포스페이트, 4-(p-tert-

부틸페닐카르보닐)-4'-디페닐술포니오-디페닐술피드 헥사플루오로안티모네이트, 4-(p-tert-부틸페닐카르보닐)-4'

-디(p-톨루일)술포니오-디페닐술피드 테트라키스(펜타플루오로페닐)보레이트 등이 예시된다.

철-알렌 착체로서는 크실렌-시클로펜타디에닐철(II) 헥사플루오로안티모네이트, 쿠멘-시클로펜타디에닐철(II) 헥사

플루오로포스페이트, 크실렌-시클로펜타디에닐철(II) 트리스(트리플루오로메틸술포닐)메타니드 등이 예시된다.

이들 광 양이온 중합개시제는 단독으로 사용하여도 좋으며, 또는 이들 중 2종 이상을 혼합하여 사용하여도 좋다. 방향

족 술포늄염은 300nm 이상의 파장 영역에서도 자외선 흡수 특성을 가지기 때문에, 상기 염은 에폭시수지의 경화시에

우수하고, 상기 염은 보다 높은 기계적 강도 및 접착 강도를 가지는 경화물을 제공할 수 있기 때문에, 상기 염을 사용

하는 것이 바람직하다.

이들 개시제는 상업적으로 용이하게 이용할 수 있고, 예컨대, 각각 상품명으 로서, 'Kayarad PCI-220', 'Kayarad PC

I-620'(니폰 카야쿠사 제품), 'UVI-6990'(유니온 카바이드사 제품), 'Adekaoptomer SP-150', 'Adekaopotomer SP

-170'(아사히 덴코사 제품), 'CI-5102', 'CIT-1370', 'CIT-1682', 'CIP-1866S', 'CIP-2048S', 'CIP-2064S'(니폰 소

다사 제품), 'DPI-101', 'DPI-102', 'DPI-103', 'DPI-105', 'MPI-103', 'MPI-105', 'BBI-101', 'BBI-102', 'BBI-103

', 'BBI-105', 'TPS-101', 'TPS-102', 'TPS-103', 'TPS-105', 'MDS-103', 'MDS-105', 'DTS-102', 'DTS-103'(미

도리 카가쿠사 제품), 'PI-2074'(로오디아사 제품) 등을 이용할 수 있다.

광 양이온 중합개시제의 함유량은 에폭시수지 100중량부 당 통상 0.5∼20중량부, 바람직하게는 1중량부 이상, 또한 

바람직하게는 15중량부 이하이다. 함유량이 0.5중량부 미만이면, 경화가 불충분하게 될 수도 있고, 결과적으로 기계

적 강도 및 접착 강도가 저하될 수도 있다. 한편, 함유량이 20중량부를 초과하면, 경화물내의 이온성 물질의 증가로 

인해 경화물의 흡습성이 높아지고, 내구성이 저하될 수도 있다.

또한, 필요에 따라, 광증감제를 함께 사용하여도 좋다. 광증감제의 사용에 의해 반응성이 향상되고, 경화물의 기계적 

강도 및 접착 강도가 향상될 수도 있다. 광증감제의 예로서는 카르보닐 화합물, 유기황 화합물, 퍼술피드, 레독스계 화

합물, 아조 및 디아조 화합물, 할로겐 화합물, 및 광환원성 안료 등이 예시된다. 광증감제의 예는 여기에 한정되지 않
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으며, 벤조인 메틸 에테르, 벤조인 이소프로필 에테르, 및 α,α-디메톡시-α-페닐아세토페논 등의 벤조인 유도체; 

벤조페논, 2,4-디클로로벤조페논, 메틸 o-벤조일벤조에이트, 4,4'-비스(디메틸아미노)벤조페 논, 4,4'-비스(디에틸

아미노)벤조페논 등의 벤조페논 유도체; 2-클로로티옥산톤 및 2-이소프로필티옥산톤 등의 티옥산톤 유도체; 2-클로

로안트라퀴논 및 2-메틸안트라퀴논 등의 안트라퀴논 유도체; N-메틸아크리돈 및 N-부틸아크리돈 등의 아크리돈 유

도체; 및 α-α-디에톡시아세토페논, 벤질, 플루오레논, 크산톤, 우라닐 화합물, 및 할로겐 화합물 등이 예시된다. 이

들은 단독으로 사용하여도 좋으며, 혼합하여 사용하여도 좋다. 광증감제는 에폭시수지와 상기 광 양이온 중합개시제

의 혼합물인 광 양이온 중합성 에폭시수지 조성물의 100중량부 당 0.1∼20중량부의 범위로 함유된다.

다음에, 열 양이온 중합개시제에 대하여 설명한다. 열 양이온 중합개시제는 가열에 의해 양이온종 또는 루이스산을 

발생시키는 화합물이다. 그 화합물의 예로서는 벤질술포늄염, 티오페늄염, 티오라늄염, 벤질암모늄, 피리디늄염, 히드

라지늄염, 카르복실산 에스테르, 술폰산 에스테르, 아민이미드 등이 예시된다. 이들 개시제는 상업적으로 용이하게 이

용할 수 있고, 예컨대, 각각 상품명으로서, 'Adekaptone CP77' 및 'Adekaptone CP66'(아사히 덴코사 제품), 'CI-26

39' 및 'CI-2624'(니폰 소다사 제품), 'Sunaid SI-60L', 'Sunaid SI-80L' 및 'Saneid SI-100L'(산신 케미칼사 제품) 

등이 예시된다.

상술한 광 양이온 중합 및 열 양이온 중합을 병용하는 것도 유용한 기술이다.

본 발명에 있어서의 보호막을 형성하는 에폭시수지 조성물은 옥세탄 및 폴리올 등의 양이온 중합을 촉진하는 화합물

을 함유하여도 좋다.

옥세탄은 분자내에 4원환 에테르를 가지는 화합물이며, 그 예로서는 3-에틸-3-히드록시메틸옥세탄, 1,4-비스[(3-

에틸-3-옥세타닐)메톡시메틸]벤젠, 3-에틸-3-(페녹시메틸)옥세탄, 디[(3-에틸-3-옥세타닐)메틸]에테르, 3-에틸-

3-(2-에틸헥실옥시메틸)옥세탄, 페놀 노볼락 옥세탄 등이 예시된다. 이들 옥세탄 화합물은 상업적으로 용이하게 이

용할 수 있고, 예컨대, 각각 상품명으로서, 'Allonoxetane OXT-101', 'Allonoxetane OXT-121', 'Allonoxetane OX

T-211', 'Allonoxetane OXT-221', 및 'Allonoxetane OXT-212'(토아고세이사 제품)이 예시된다. 이들 옥세탄 환을

함유하는 화합물은 에폭시수지 조성물 중에서 통상 5∼95중량%, 바람직하게는 30∼70중량%의 비율로 사용된다.

폴리올로서는 페놀성 수산기 이외의 산성기를 가지지 않는 것이 바람직하며, 그 예로서는 수산기 이외의 관능기를 가

지지 않는 폴리올 화합물, 폴리에스테르 폴리올 화합물, 폴리카프로락톤 폴리올 화합물, 페놀성 수산기를 가진 폴리올

화합물, 폴리카르보네이트 폴리올 등이 예시된다. 이들 폴리올의 분자량은 통상 48 이상, 바람직하게는 62 이상, 보다

바람직하게는 100 이상, 더욱 바람직하게는 1,000 이하이다. 이들 폴리올의 함유량은 에폭시수지 조성물 중에서 통

상 50중량% 이하, 바람직하게는 30중량% 이하이다.

또한, 에폭시수지 조성물에 이온 트랩제(ion trapping agent), 산화방지제, 연쇄이동제(chain transferring agent), 증

감제, 점착부여제(tacking fire), 열가소성 수지, 충전제, 유동 조정제, 가소제, 및 소포제(anti-forming agent) 등의 

기타 첨가제를 첨가하여도 좋다. 이온 트랩제의 예로서는 비스무트계, 안티몬계, 마 그네슘계, 알루미늄계, 칼슘계, 티

타늄계 및 그 혼합계 등의 분말형상의 무기 화합물이 예시되고, 산화방지제의 예로서는 힌더드 페놀계(hindered phe

nol series) 산화방지제 등이 예시된다.

본 발명의 보호막은 편광 필름의 적어도 편면에 미경화 에폭시수지 조성물을 도포한 후, 상기 도포층을 가시광선, 자

외선, X선, 전자선 등의 활성 에너지선의 조사 및/또는 가열에 의해 경화함으로써 형성된다.

편광 필름을 도포하는 방법은 특별히 한정되지 않지만, 닥터 블레이드(doctor blade), 와이어 바, 다이 코터(die coat

er), 콤마 코터(comma coater), 및 그라비어 코터 등의 여러가지 도포장치를 이용할 수 있다. 각 도포장치는 각각 최

적 점도범위를 가지기 때문에, 용제를 사용하여 점도를 조정하는 것도 유용하다. 그 용제로서는, 편광 필름의 광학 성

능을 저하시키지 않으며 에폭시수지 조성물을 양호하게 용해시키는 용제가 사용되고, 용제의 종류는 특별히 한정되지

않는다. 예컨대, 톨루엔으로 대표되는 탄화수소류 및 에틸아세테이트로 대표되는 에스테르류 등의 유기 용제를 사용

할 수 있다.

활성 에너지선의 조사에 의해 중합이 수행될 경우, 사용되는 광원은 특별히 한정되지 않지만, 저압 수은등, 중압 수은

등, 고압 수은등, 초고압 수은등, 케미칼 램프, 블랙라이트 램프, 마이크로파 여기 수은등, 메탈 할라이드 램프 등의 4

00nm 이하의 파장에서 발광 분포를 가지는 광원을 사용할 수 있다. 에폭시수지 조성물에 조사되는 광 강도는 사용되

는 조성물에 따라서 결정되며, 특별히 한정되지 않지만, 개시제의 활성화에 유효한 파장 영역에서의 조사 강도는 0.1

∼100mW/㎠인 것이 바 람직하다. 수지 조성물에 조사되는 광 강도가 0.1mW/㎠ 미만이면, 반응 시간이 너무 길어질 

수도 있고, 강도가 100mW/㎠를 초과하면, 램프로부터의 복사에 의해 발생되는 열 또는 조성물의 발열 중합에 의해, 

에폭시수지 조성물의 황변 및 편광 필름의 열화가 야기될 수도 있다. 조성물에 대한 광 조사 시간은 경화되는 조성물

에 따라서 결정되며, 특별히 한정되지 않지만, 조사 강도와 조사 시간의 곱에 의해 얻어지는 적산광량이 10∼5,000m

J/㎠이 되도록 시간을 설정하는 것이 바람직하다. 에폭시수지 조성물에 대한 적산광량이 10mJ/㎠ 미만이면, 개시제로
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부터 유도되는 활성종의 발생이 충분하지 않을 수도 있고, 얻어지는 보호막의 경화가 불충분하게 될 수도 있다. 한편, 

적산광량이 5,000mJ/㎠을 초과하면, 조사 시간이 매우 길게 될 수도 있으므로, 생산성의 향상이 충분하지 못할 수도 

있다.

열에 의해 중합이 수행될 경우, 일반적으로 알려진 방법에 의해 가열할 수 있고, 그 조건 등도 특별히 한정되지 않는

다. 통상, 가열은 에폭시수지 조성물에 배합된 열 양이온 중합개시제가 양이온종 또는 루이스산을 발생시키는 온도 

이상에서 수행되며, 통상 50∼200℃ 정도에서 수행된다.

활성 에너지선의 조사 또는 열의 어떤 조건하에 경화가 수행될 경우, 편광 필름의 편광도 및 투과율 등의 각종 성능이

저하되지 않는 범위에서 경화를 수행하는 것이 바람직하다. 얇고 경량인 것, 보호 기능, 취급성 등의 관점에서, 보호막

의 두께는 40㎛ 이하가 바람직하고, 더욱 바람직하게는 20㎛ 이하이다. 편광 필름의 양면에 보호막을 형성할 경우, 

한쪽 면과 다른 쪽 면이 다른 조성을 갖는 보호막을 사용할 수도 있다.

본 발명에 있어서 상술한 에폭시수지 조성물을 포함하는 보호막이 형성된 편광판에 있어서, 필요에 따라, 보호막 상에

하드코팅층, 반사방지층, 및 눈부심방지층(anti-glare layer) 등의 각종 층이 형성되어도 좋다.

본 발명에 있어서 보호막 층을 통해 편광 기능 이외에 다른 광학 기능을 나타내는 광학층이 형성된 광학 부재를 얻을 

수도 있다. 광학 부재를 형성하기 위해 편광판 상에 형성된 광학층의 예로서는 반사층, 반투과형 반사층, 광 확산층, 

위상지연판(phase retardation plate), 집광판, 휘도향상 필름 등이 예시되고, 액정표시장치 등을 형성하는데 사용된

다. 상술한 반사층, 반투과형 반사층 및 광 확산층은 반사형 또는 반투과형, 확산형, 또는 결합형의 편광판을 포함하는

광학 부재를 형성할 때 사용된다.

반사형 편광판은 인식측으로부터의 입사광을 반사하여 그것을 표시하는 형태의 액정표시장치에 사용되고, 블랙라이

트 등의 광원을 생략할 수 있기 때문에, 액정표시장치를 얇게 하는 것이 용이하다. 또한, 반투과형 편광판은 밝은 곳에

서는 반사형으로, 어두운 곳에서는 블랙라이트 등의 광원을 통해 표시하는 형태의 액정표시장치에 사용된다. 반사형 

편광판으로서의 광학 부재에 있어서, 예컨대, 편광 필름상의 보호막상에 알루미늄 등의 금속으로 이루어진 포일(foil) 

또는 증착막을 형성함으로써 반사층을 형성할 수 있다. 또한, 반투과형 편광판으로서의 광학 부재는, 상술한 반사층을

하프미러(half mirror)로 변환하거나, 펄안료(pearl pigment) 등을 함유하여 광 투과를 나타내는 반사판을 편광판에 

접착함으로써 형성될 수 있다. 한편, 확산형 편광판으로서의 광학 부재에 있어서, 예컨대, 편광 필름상의 보 호막상에 

매트 처리(mat treatment)를 수행하는 방법, 미립자 함유 수지를 도포하는 방법, 및 미립자 함유 필름을 접착하는 방

법 등의 각종 방법을 사용함으로써, 그 표면에 미세한 요철 구조가 형성된다.

또한, 반사 및 확산용 편광판으로서의 광학 부재의 형성은, 예컨대, 확산형 편광판의 미세한 요철 구조면상에 요철 구

조를 나타내는 반사층을 형성하는 방법에 의해 수행될 수 있다. 미세한 요철 구조를 갖는 반사층은 불규칙 반사에 의

해 입사광을 확산시키고, 방향성 및 눈부심을 방지하고, 명암의 불균일을 억제하는 이점을 가진다. 미립자를 함유하는

수지층 또는 필름은, 입사광 및 그 반사광이 그 층을 투과할 때 확산되어 명암의 불균일을 억제하는 이점을 가진다. 

미세한 요철 구조면을 나타내는 반사층은, 예컨대, 진공 증착, 이온 도금, 스퍼터링 등의 방법에 의해, 미세한 요철 구

조를 갖는 표면상에 직접 금속을 설치함으로써 형성될 수 있다. 미세한 요철 구조면을 형성하기 위해 배합되는 미립

자로서, 0.1∼30㎛의 평균 입경을 갖는, 실리카, 산화알루미늄, 산화티타늄, 지르코니아, 산화주석, 산화인듐, 산화카

드늄, 산화안티몬 등으로 이루어지는 무기 미립자, 및 가교 또는 미가교 중합체 등으로 이루어지는 유기 미립자를 이

용할 수 있다.

한편, 광학층으로서의 상기 위상지연판은 액정 셀 등에 의한 위상차를 보상하기 위해 사용된다. 그 예로서는 각종 플

라스틱의 연신필름 등으로 이루어지는 복굴절성 필름, 디스코테큐 액정(discotheque liquid-crystalline) 또는 네마

틱 액정이 배향 고정된 필름, 및 상기 액정 층이 형성된 필름 기재가 예시된다. 이 경우, 배향된 액정 층을 지지하는 필

름 기재로서, 트리아세틸셀룰로오스 등의 셀룰로오스 계 필름을 사용하는 것이 바람직하다.

복굴절성 필름을 형성하는 플라스틱의 예로서는 폴리카보네이트, 폴리비닐알콜, 폴리스티렌, 폴리메틸메타크릴레이

트, 폴리프로필렌 등의 폴리올레핀, 폴리아릴레이트, 폴리아미드 등이 예시된다. 연신필름은 적절히 일축 또는 이축 

연신된 필름이어도 좋다. 또한, 열 수축성 필름과의 접착하에 수축력 및/또는 연신력을 가함으로써 필름 두께 방향의 

굴절률을 제어하는 복굴절성 필름을 사용하여도 좋다. 광대역화 등의 광학 특성을 제어하기 위해, 2개 이상의 지연층

(retarder)을 조합하여 사용하여도 좋다.

집광판은 광학 경로 제어 등을 목적으로 사용되며, 프리즘 어레이 시트, 렌즈 어레이 시트, 도트형성 시트 등으로 형

성되어도 좋다.

휘도향상 필름은 액정표시장치 등에 있어서 휘도를 향상시키기 위해 사용되며, 그 예로서는 다른 굴절률 이방성을 갖

는 복수의 박막을 적층하여 반사율의 이방성이 발생하도록 설계된 반사형 편광 분리 시트, 콜레스테릭 액정 폴리머(c
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holesteric liquid-crystalline polymer)의 배향 필름, 그 배향 액정 층이 필름 기재상에 지지된 원형 편광 분리 시트 

등이 예시된다.

광학 부재는 2층 이상의 적층체를 얻기 위해, 편광판과, 상기 반사층 또는 반투과형 반사층, 광 확산층, 지연층, 집광

판, 휘도향상 필름 등으로부터 사용 목적에 따라 선택되는 하나 이상의 광학층을 조합시킴으로써 제조될 수 있다. 이 

경우, 광 확산층, 지연층, 집광판 및 휘도향상 필름 등의 2개 이상의 광학층을 각각 배치하여도 좋다. 각 광학층의 배

치는 특별히 한정되지 않는다.

광학 부재를 형성하는 각종 광학층은 접착제를 사용하여 일체화되며, 이를 위해 사용되는 접착제는 접착층이 양호하

게 형성되는 것이라면 특별히 한정되지 않는다. 접착 작업의 간편성, 광학 변형의 발생 방지 등의 관점에서, 자체 접착

제(self-adhesive)(압력감지 접착제(pressure-sensitive adhesive)라고도 함)를 사용하는 것이 바람직하다. 자체 접

착제로서, 아크릴 중합체, 실리콘 중합체, 폴리에스테르, 폴리우레탄, 폴리에테르 등을 염기성 중합체로 이용한 것들

을 사용할 수 있다. 광학 투명성이 우수하고, 적절한 습윤성 및 응집력을 유지하고, 기재와의 접착성에도 우수하고, 내

후성, 내열성 등도 가지며, 가열 및 가습의 조건하에서 리프팅(lifting) 및 박리(peeling) 등의 박리 문제를 야기시키지

않기 때문에, 아크릴 중합체 자체 접착제가 바람직하다. 아크릴 중합체 자체 접착제에 있어서, 메틸기, 에틸기 및 부틸

기 등의 탄소수 20 이하의 알킬기를 갖는 (메타)아크릴산의 알킬에스테르와, (메타)아크릴산, 히드록시에틸 (메타)아

크릴레이트 등을 포함하는 관능기 함유 아크릴 단량체를, 유리전이온도가 바람직하게는 25℃ 이하, 더욱 바람직하게

는 0℃이하로 되도록, 공중합함으로써 얻어지는 중량 평균 분자량 100,000 이상을 갖는 아크릴 공중합체가 바람직하

다.

편광판 상의 자체 접착제 층의 형성은, 톨루엔 또는 에틸아세테이트 등의 유기 용제에 자체 접착제 조성물을 용해 또

는 분산시켜 10∼40중량%의 용액을 제조하고, 상기 용액을 편광판 상에 직접 도포하여 자체 접착제 층을 형성하는 

방식, 또는 미리 보호막 상에 자체 접착제 층을 형성하고, 상기 층을 편광판으로 이동시켜 자체 접착제 층을 형성하는 

방식에 의해 수행될 수 있다. 자체 접착제 층의 두께는 그 접착력 등에 따라서 결정되고, 통상 1∼50㎛ 정도의 범위이

다.

필요에 따라, 유리섬유, 글라스 비드(glass bead), 수지 비드, 금속 분말, 그외 무기 분말 등으로 이루어지는 충전제, 

안료, 착색제, 산화방지제, 자외선 흡수제 등이 자체 접착체 층에 배합되어도 좋다. 자외선 흡수제의 예로서는 살리실

산에스테르계 화합물, 벤조페논계 화합물, 벤조트리아졸계 화합물, 시아노아크릴레이트계 화합물, 및 니켈 착염계 화

합물 등이 예시된다.

광학 부재는 액정 셀의 편측 또는 양측에 배치되어도 좋다. 사용되는 액정 셀은 임의의 것이다. 예컨대, 박막 트랜지

스터형으로 대표되는 액티브 매트릭스 구동형, 및 슈퍼 트위스티드 네마틱형으로 대표되는 단순 매트릭스 구동형 등

의 각종 액정 셀을 사용하여 액정표시장치를 형성할 수 있다. 액정 셀의 양측에 설치된 광학 부재는 같거나 달라도 좋

다.

(실시예)

이하, 본 발명의 실시예에 대하여 설명하지만, 본 발명은 이들 실시예에 한정되는 것은 아니다.

실시예 1

수소화 에폭시수지인 상품명 'Epicoat YX8000'(재팬 에폭시 레진사 제품) 10.0g, 광 양이온 중합개시제인 상품명 'CI

5102'(니폰 소다사 제품) 4.0g 및 광증감제인 상품명 'CS7001'(니폰 소다사 제품) 1.0g을 100㎖ 일회용 컵에 넣고, 

상기 물질을 혼합하고 탈포하여, 그 혼합물을 100㎛의 공극을 갖는 어플리케이터를 사용하여 폴리비닐알콜 염료계 

편광 필름의 표면에 도포하였다. 도포 후, 이 편광 필름 을 자외선 조사장치(재팬 스토리지 배터리사 제품)(자외선 램

프 'HAL 400NL'을 80W에서 사용하였고, 조사 간격은 50㎝로 하였다) 속으로 선속도 1.0m/min로 1회 통과시켰다. 

그때, 에폭시수지 조성물의 경화성은 양호하였다. 또한, 편광 필름과의 접착성을 JIS K 5400에 기재된 그리드법에 의

해 평가하였고, 형성된 그리드의 개수에 대한 비박리 그리드의 개수가 100/100이었고, 이는 양호한 접착성을 증명한

다. 또한, 편광 성능을 분광 광도계(상품명 'UV2200', 시마쥬사 제품)를 사용하여 평가하였고, 단순 투과율은 38.9%

이고, 편광도는 99.98%이고, 경화 반응 후에도 우수한 편광 성능을 유지하였다.

여기에 사용되는 수소화 에폭시수지인 상품명 'Epicoat YX 8000'은 핵 수소화 비스페놀 A의 디글리시딜 에테르이고,

약 205g/당량의 에폭시 당량을 가진다.

실시예 2

수소화 에폭시수지 'Epicoat YX8000' 7.0g, 옥세탄 수지인 상품명 'Allonoxetane OXT-121'(토아고세이사 제품) 3.



공개특허 10-2004-0073323

- 10 -

0g, 광 양이온 중합개시제 'CI5102' 4.0g 및 광증감제 'CS7001' 1.0g을 100㎖ 일회용 컵에 넣고, 상기 물질을 혼합하

고 탈포하여, 그 혼합물을 100㎛의 공극을 갖는 어플리케이터를 사용하여 폴리비닐알콜 염료계 편광 필름의 표면에 

도포하였다. 도포 후, 이 편광 필름을 실시예 1에서 사용된 것과 동일한 자외선 조사장치 속으로 선속도 1.0m/min로 

1회 통과시켰다. 그때, 에폭시수지 조성물의 경화성은 양호하였다. 또한, 편광 필름과의 접착성을 JIS K 5400에 기재

된 그리드법에 의해 평가하였고, 형성된 그리드의 개수에 대한 비박리 그리드의 개수가 100/100이었고, 이는 양호한 

접착성을 증명한다. 또한, 편 광 성능을 실시예 1과 동일하게 평가하였고, 단순 투과율은 38.6%이고, 편광도는 99.96

%이고, 경화 반응 후에도 우수한 편광 성능을 유지하였다.

여기에 사용되는 옥세탄 수지 'Allonoxetane OXT-121'은 1,4-비스[(3-에틸-3-옥세타닐)메톡시메틸]벤젠을 주성

분으로 하고, p-크실릴렌 글리콜의 이량체 이상의 다량체인 디(3-에틸-3-옥세타닐메틸)에테르 십 수% 함유하는 혼

합물이다.

실시예 3

수소화 에폭시수지인 상품명 'Epicoat YX8034'(재팬 에폭시 레진사 제품) 7.0g, 지환식 에폭시수지인 상품명 'Adeka

optomer KRM2199'(아사히 덴코사 제품) 3.0g 및 티오라늄염계 열 양이온 중합개시제인 상품명 'Adekaoptone CP7

7'(아사히 덴코사 제품) 1.5g을 100㎖ 일회용 컵에 넣고, 상기 물질을 혼합하고 탈포하여, 그 혼합물을 100㎛의 공극

을 갖는 어플리케이터를 사용하여 폴리비닐알콜 염료계 편광 필름의 표면에 도포하였다. 도포 후, 이 편광 필름을 13

0℃에서 가열된 열풍 오븐속에 10분 동안 방지하도록 하였다. 그때, 에폭시수지 조성물의 경화성은 양호하였다. 또한,

편광 필름과의 접착성을 JIS K 5400에 기재된 그리드 시험에 의해 평가하였고, 형성된 그리드의 개수에 대한 비박리 

그리드의 개수가 100/100이었고, 이는 양호한 접착성을 증명한다. 또한, 편광 성능을 실시예 1과 동일하게 평가하였

고, 단순 투과율은 37.1%이고, 편광도는 99.97%이고, 경화 반응 후에도 우수한 편광 성능을 유지하였다.

여기에 사용되는 수소화 에폭시수지 'Epicoat YX8034'는 핵 수소화 비스페놀 A의 디글리시딜 에테르이고, 약 290g/

당량의 에폭시 당량을 가진다.

비교예 1

환상 폴리올레핀 수지인 상품명 'Arton'(JSR사 제품)의 30중량%의 톨루엔 용액을 제조하고, 이 용액을 100㎛의 공극

을 갖는 어플리케이터를 사용하여 폴리비닐알콜-요오드계 편광 필름의 표면에 도포하였다. 도포 후, 이 편광 필름을 

100℃에서 가열된 열풍 오븐속에서 10분 동안 건조하였다. 건조 후, 편광 필름과의 접착성을 JIS K 5400에 기재된 

그리드법에 의해 평가하였고, 형성된 그리드의 개수에 대한 비박리 그리드의 개수가 0/100이었고, 이는 편광 필름과

의 접착성이 없음을 증명한다.

발명의 효과

본 발명에 의하면, 편광 필름과의 접착성을 양호하게 유지하면서 내구성을 가지며 얇고 경량인 편광판을 용이하게 얻

을 수 있다. 결과적으로, 장치 조립시의 가열 처리 및 장치의 사용시의 환경 조건을 충분히 견딜 수 있는 얇고 경량인 

편광판 및 광학 부재를 얻을 수 있고, 이들을 사용하여 신뢰성이 우수하고 모바일 용도의 액정표시장치를 형성할 수 

있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
편광 필름과, 상기 편광 필름의 적어도 편면에 에폭시수지를 주성분으로 함유하는 보호막을 포함하는 것을 특징으로 

하는 편광판.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 에폭시수지는 방향환을 함유하지 않는 것을 특징으로 하는 편광판.

청구항 3.
제1항에 있어서,

상기 편광 필름은 이색성 염료가 흡착 배향된 폴리비닐알콜 필름인 것을 특징으로 하는 편광판.
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청구항 4.
편광 필름의 적어도 편면에 미경화 에폭시수지 조성물을 도포한 후, 상기 조성물을 경화하여 보호막을 형성하는 것을

특징으로 하는 편광판의 제조방법.

청구항 5.
제4항에 있어서,

상기 경화는 열 및 활성 에너지선으로 이루어지는 군에서 선택되는 하나 이상에 의한 양이온 중합에 의해 수행되는 

것을 특징으로 하는 편광판의 제조방법.

청구항 6.
제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 기재된 편광판과 그외 광학 기능을 나타 내는 광학층의 적층체를 포함하는 것을 특

징으로 하는 광학 부재.

청구항 7.
제6항에 있어서,

상기 광학층은 지연층(retarder)인 것을 특징으로 하는 광학 부재.

청구항 8.
액정 셀과, 상기 액정 셀의 편측 또는 양측에 배치되는 제6항 또는 제7항에 기재된 광학 부재를 포함하는 것을 특징으

로 하는 액정표시장치.
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摘要(译)

其中具有本发明目的的耐久性的偏振片和可靠性薄的光学构件可以是优
异的，并且可以形成移动用的液晶显示器。根据本发明，提供了一种偏
振片，其中环氧树脂在宝丽来膜的至少一侧到主要组分包括保护膜。该
偏振片可以制造用于宝丽来膜的至少一面，其中形成保护膜的方法是使
未固化的环氧树脂组合物涂覆有硬化的组合物。此外，提供了一种液晶
显示器，其包括光学构件，该光学构件包括表示偏振片的光学层的层压
体并且具有光学功能，并且包括设置在液晶单元的另外，侧面或任一侧
的光学构件。
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